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기술성

기존 기술의 문제점

기존 기술과의 차별성(기술의 특장점 또는 효과 등)

▶ 특징

→ 본 발명의 성형장치는 금형의 전체 영역, 즉 성형 재료가 위치하는 부재(인서트 플레이트)

가 다수의 단위 영역으로 구분되어 단위 영역별로 온도를 제어할 수 있는 구조를 가짐

→ 각 단위 영역의 온도에 대응하는 필름 히터를 이용하여 금형(즉, 성형 재료가 위치하는 부

재)의 온도 및 금형 내로 유입된 성형 재료의 온도를 독립적으로 제어하는 것을 특징으로

함

▶ 우수성

→ 본 발명의 성형 장치는 성형 재료의 성형 공정이 진행되는 인서트 플레이트의 전체 영역이

다수의 단위 패턴 영역으로 구분되고, 각 단위 패턴 영역이 필름 히터의 발열부와 일대일로

대응됨으로써, 각 단위 패턴 영역의 온도가 국부적으로 제어될 수 있음

→ 따라서, 인서트 플레이트의 모든 단위 패턴 영역 상의 성형 재료의 온도를 균일하게 유지

할 수 있어 균일한 성질/특성의 성형 제품을 생산함

→ 결론적으로 미세 패턴과 동일한 패턴을 갖는 고품질의 성형 제품을 생산함

권리현황 특허번호 발명의 명칭

등록 10-1191012 박막 필름 히터를 이용한 성형 장치

▶ 종래 성형 장치는 유체 유로(냉각수/냉각 오일 등) 및 발열 소자(전기 히터 등)와 같은 온도 제

어 수단을 비교적 넓은 면적을 갖는 금형 내에 균일하게 배치함으로써 금형의 온도 및 성형 재

료의 온도를 제어함

▶ 그러나, 냉각 유체를 사용하는 경우, 시간이 경과됨에 따라 냉각 유체의 온도가 변화되며(상승

하며), 따라서 금형의 전체 영역 중에서 냉각 유체의 유입 영역, 중간 영역 그리고 배출 영역의

온도는 차이가 나게 됨

▶ 한편, 비교적 넓은 면적의 금형 상에서 유입 포트를 통하여 유입된 직후의 성형 재료의 온도보

다 유동 경로를 따라 유동한 후의 성형 재료의 온도는 낮게 됨

▶ 따라서, 실제 공정 현장에서는 금형의 온도는 국부적으로 편차가 발생하게 되고, 성형 재료의

온도 편차에 대한 보상이 필요함

정밀 고분자 가공 기술

지재권현황



2

활용분야

주요기술구성(상세설명 등)

적용분야 및 적용제품

▶ 성형 장치는 제 1 금형, 제 2 금형, 다수의 필름 히터 및 인서트 플레이트로 이루어져 있음

▶ 소정 깊이의 캐비티가 형성된 제 1 금형 및 제 1 금형과 결합되는 제 2 금형과 제 1 금형의 캐비

티 내에 배치되는 다수의 필름 히터 및 표면에 소정의 패턴이 형성되며, 제 1 금형의 캐비티 내에

서 다수의 필름 히터 상에 위치하는 인서트 플레이트로 이루어져 있음

▶ 다수의 필름 히터는 외부 전원 공급 장치로부터 개별적으로 공급된 전원에 의하여 열을 발생시킴

▶ 인서트 플레이트는 각 필름 히터와 대응하는 영역의 온도가 국부적으로 제어함

▶ 이 때, 인서트 플레이트는 가장 자리를 따라 배치된 외곽 영역, 외곽 영역 내측에 배치되어 필름

히터와 각각 대응하는 다수의 단위 패턴부 및 단위 패턴부 사이에 위치하는 분리 영역으로 구분

되어, 각 단위 패턴부의 온도가 대응하는 필름 히터에 의하여 독립적으로 제어되는 구성임

▶ 각 필름 히터는 외부의 전원 공급 유니트와 전기적으로 연결되는 전원 인가부 및 전원 인가부에

연결된 단일의 금속 와이어로 이루어진 발열부를 포함하되, 발열부는 인서트 플레이트의 단위 패

턴부와 대응하는 구성임
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